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Plattform 
Beschreibunq 

Die Erfindung betrifft eine Plattform fOr eine Vorrichtung zum Benet- 
zen von Objekten, insbesondere far eine lnkubations-/Hybridisie- 
5 rungskammer gemaB OberbegrifF des Anspruchs 1, auRerdem ein 
Verfahren zum Benetzen von Objekten gemaS Oberbegriff des An- 
spruchs 15. 

Vorrichtungen und Verfahren der hier angesprochenen Art sind be- 
kannt Sie dienen dem Benetzen von Objekten mit einer FIQssigkeit, 

10 die ein Nachweismittel oder eine zu isolierende Substanz enthalten 
kann. Die Vorrichtung und das Verfahren dienen sowohl dem Nach- 
weis, beispielsweise unter Verwendung von Farbe-, Hybridisierungs-, 
Nukleinsaure-Protein-Bindungs- oder Protein-Protein-Bind ungsver- 
fahren, als auch der Isolierung von Strukturen und/oder Bestandtei- 

15 len biologischer Materialien. Vorrichtungen der hier angesprochenen 
Art weisen eine Plattform auf, die in unmittelbarem Abstand zu ei- 
nem Objekttrager angeordnet wird, urn einen Raum zwischen Platt- 
form und Objekttrager einzuschlie&en. In diesen Raum werden die 
oben genannten FIQssigkeiten eingebracht. Es hat sich herausge- 

20 stellt, dass bei Einsatz dieser Plattformen bei Vorrichtungen und bei 
Durchfuhrung der hier angesprochenen Verfahren ein Verlust der 
verwendeten Flussigkeiten eintritt, der angesichts der Preise dieser 
FIQssigkeiten sehr nachteilig tet. Ein FIQssigkeitsverlust tritt insbe- 
sondere dann auf, wenn die FIQssigkeit, die ein Nachweismittel oder 

25 eine zu isolierende Substanz enthalten kann, erwarmt wird. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Vorrichtung zu schaffen, 
die diese Nachteile vermeidet 
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Zur Losung dieser Aufgabe wird eine Plattform vorgeschlagen, die 
die in Anspruch 1 genannten Merkmale umfasst. Sie weist eine mit 
Abstandshaltern versehene Grundplatte und einen diese tragenden 
Rahmen auf und zeichnet sich dadurch aus, dass die Grundplatte 
5 mit dem Rahmen beweglich verbunden ist. Dazu wird eine Lagerein- 
richtung eingesetzt, die in einer ersten Funktionsstellung die Grund- 
platte so halt, dass sie gegenQber dem Rahmen und der Lagerein- 
richtung vorspringt In einer zweiten Funktionsstellung ragt die La- 
gereinrichtung bereichsweise uber eine gedachte Ebene hinaus, in 

10 der die Oberflache der Grundplatte angeordnet ist Dadurch kann die 
Lagereinrichtung als Dichtung wirken, die einen zwischen der Grund- 
platte und elnem Objekttrager eingeschlossenen Raum abdichtet 
Somit konnen fQr Untersuchungen eingesetzte Reagenzien nicht 
verdunsten, was zu einer nachhaltigen Einsparung an Material fiihrt. 

15 Andererseits wird verhindert, dass fur die Umwelt schadliche Sub- 
stanzen aus dem zwischen Plattform und Objekttrager vorhandenen 
Raum an die Umgebung abgegeben werden, was gegebenenfalls zu 
einer Umweltbelastung fQhren kSnnte. 

Weitere Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteranspruchen. 

20 Zur Ldsung dieser Aufgabe wird auch ein Verfahren vorgeschlagen, 
das die in Anspruch 15 genannten Merkmale umfasst Es zeichnet 
sich dadurch aus, dass die Grundplatte auf einen Objekttrager auf- 
gesetzt wird, so dass der mindestens eine Abstandshalter, der auf 
der Grundplatte vorgesehen ist, diese in einem Abstand zum Objekt- 

25 trager halt und ein seitlich offener Raum zwischen Grundplatte und 
Objekttrager eingeschlossen wird. Durch AusOben einer Kraft auf 
den die Grundplatte haltenden Rahmen wird erreicht, dass der Rah- 
men gegenQber der Grundplatte verlagert und der Raum zwischen 
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Grundplatte und ObjekftrSger abgeschlossen wird. Dies erfolgt mit- 
tels einer Lagereichrichtung, die den Rahmen mit der Grundplatte 
beweglich verbindet Auf diese Weise ist es moglich, den zwischen 
Grundplatte und Objekttrager gegebenen Raum dicht abzuschlieften. 

5 Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Zeichnungen naher 
erlautert Es zeigen: 

Figur 1 eine Draufsicht auf eine Plattform einer Vorrichtung zum 
Benetzen von Objekten; 

Figur 2 einen Schnitt entlang der in Figur 1 dargestellten Linie A-A; 

10 Figur 3 eine perspektivische Ansicht der in Figur 1 dargestellten 
Plattform; 

Figur 4 eine Ansicht der Unterseite der Plattform gemafc der Dar- 
stellung in Figur 3; 

Figur 5 eine Draufsicht auf ein abgewandeltes Ausfuhrungsbeispiel 
15 der Plattform; 

Figur 6 einen LSngsschnrtt entlang der in Figur 5 wiedergegebenen 
Linie A-A; 

Figur 7 einen Querschnitt entlang der in Figur 5 wiedergegebenen 
Linie B-B; 



20 Figur 8 eine vergroSerte Detaildarstellung eines Elements nach 
Figur 7; 
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Figur 9 eine perspektivische Darstellung eines abgewandelten Aus- 
fuhrungsbeispiels einer Grundplatte einer Plattform; 

Figur 10 eine Draufsicht auf die in Figur 9 wiedergegebene Platt- 
form; 

5 Figur 11 einen LSngsschnitt entlang der in Figur 10 dargestellten 
Linie A-A; 

Figur 12 eine Halterung fur eine Plattform; 

Figur 13 eine mit einem Basisteil verbundene Halterung und 

Figur 14 einen LSngsschnitt durch die in Figur 13 dargestellte Vor- 
10 richtung. 

Die Draufsicht gem§B Figur 1 zeigt eine Plattform 1 mit einer Grund- 
platte 3, von deren OberflSche 5 mindestens ein Abstandshalter 7 
entspringt Bei dem hier dargestellten Ausfuhrungsbeispiel sind ent- 
lang der Langskanten 9 und 11 der im Wesentlichen rechteckfOrmi- 

15 gen Grundplatte 3 je drei Abstandshalter 7 vorgesehen. Im Bereich 
der Symmetrieachse 13 sind oben und unten nochmals je ein Ab- 
standshalter 7 vorgesehen. Figur 1 zeigt, dass die untere Schmalsei- 
te der Grundplatte 3 nicht parallel zur oberen Schmalseite 15 verlauft 
sondern praktisch V-formig nach unten aufgeweitet ist, wobei ein 

20 erster Schenkel 17a von der Symmetrieachse 13 zur linken LSngs- 
kante 9 und ein zweiter Schenkel 17b von der Symmetrieachse 13 
zur rechten LSngskante 11 verlauft. Am Scheitelpunkt 19 der Schen- 
kel 17a, 17b ist eine Offnung 21 in der Oberflache 15 zu erkennen, 
Qber die eine Flussigkert zufOhrbar oder ableitbar ist. 
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Die Grundplatte 3 ist von einer Lagereinrichtung 23 umgeben, die die 
Grundplatte 3 mit einer Basisplatte 25 verbindet 

Alle AuBenkanten der Grundplatte 3 verlaufen unter einem Radius, 
sie sind also abgerundet. 

5 Figur 2 zeigt die Plattform 1 im Langsschnitt, wobei die SchnittfOh- 
rung der Linie A-A folgt, die in Figur 1 dargestellt ist. Gleiche Teile 
sind mit gleichen Bezugszrffern versehen, so dass auf die Beschrei- 
bung zu Figur 1 verwiesen wind, um Wiederholungen zu vermeiden. 

Der LSngsschnitt lasst erkennen, dass die Grundplatte 3 parallel zur 
10 Basisplatte 25 und in einem Abstand zu dieser veriauft. Die La- 
gereinrichtung 23 verbindet also die Grundplatte 3 hier nicht unmit- 
telbar mit der Basisplatte 25, vielmehr wird die Grundplatte 3 von 
einem Rahmen 27 getragen, an dem einerseits die Lagereinrichtung 
23 befestigt ist und der andererseits an der Basisplatte 25 ange- 
15 bracht, vorzugsweise einstuckig mit dieser ausgebildet ist. 

Die Lagereinrichtung 23 weist ein elastisches Material auf, vorzugs- 
weise besteht sie ganz aus einem derartigen Material und ist im We- 
sentlichen ringfCrmig ausgebildet Ein erster Bereich 29 ist mit der . 
Stirnseite 31 des Rahmens 27 verbunden, ein zweiter Bereich 33 
20 mit der Grundplatte 3. Zwischen dem ersten Bereich 29 und dem 
zwerten Bereich 33 befindet sich ein nachgiebiger dritter Bereich 35, 
der beispielsweise durch eine reduzierte Wandstarke der Lagerein- 
richtung 23 realisiert ist. 

Figur 2 lasst noch erkennen, dass die Grundplatte in der hier darge- 
25 stelrten ersten Funktionsstellung der Lagereinrichtung 23 Qber diese 
etwas vorspringt, damit auch gegenQber dem Rahmen 27. Das heiBt, 
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die Lagereinrichtung 23 ragt in der hier dargestellten ersten Funkti- 
onsstellung nicht Qber eine gedachte Ebene E hinaus, in der die 
Oberflache 5 der Grundplatte 3 liegt, auch nicht Qber eine gedachte 
Ebene, in der die der Oberflache 5 abgewandten Enden der Ab- 
5 standshalter 7 liegen. 

Die Schnittdarstellung gemaB Figur 2 zeigt im Obrigen, dass sich an 
die in der Oberflache 5 der Grundplatte 3 mQndende Offnung 21 ein 
Ansatz 37 anschlieBt, der Qber eine Pipettiernadel zuganglich ist o- 
der an den ein Leitungs- oder Schlauchsystem fQr die Zu- und Ab- 
10 fuhr eines Mediums angeschlossen werden kann. Punktiert ist ange- 
deutet, dass der Ansatz 37 durch eine wieder verschlieBbare Memb- 
ran 39 verschlossen sein kann, die mittels einer Pipettiernadel durch- 
stoBbar ist und sich nach dem Entfernen der Nadel wieder schlieBt. 

Figur 3 zeigt die Plattform 1 in perspektivischer Ansicht Gleiche Tei- 
15 le sind rrfrt gleichen Bezugsziffern versehen, so dass insofem auf die 
Beschreibung zu den Figuren 1 und 2 verwiesen wird. 

Deutllch erkennbar ist hier die Basisplatte 25 der Plattform 1 , die den 
Rahmen 27 tragt und auf dessen Stimseite 31 die ringfSrmige La- 
gereinrichtung 23 angebracht ist. Bei dem hier dargestellten AusfQh- 

20 rungsbeispiel schlieBt die Lagereinrichtung 23 bQndig mit der Au- 
Benseite des Rahmens 27 ab und erstreckt sich in den von diesem 
umschlossenen Innenraum, wobei ein erster Bereich 29 der La- 
gereinrichtung 23 auf der Stimseite 31 des Rahmens 27 aufliegt und 
ein im Abstand dazu liegender zweiter Bereich 33 die Grundplatte 3 

25 tragi Deren AuBenkontur ist kleiner als die Innenkontur des Rah- 
mens 27, der im Obrigen der AuBenkontur der Grundplatte 3 folgt, 
also auch im Wesentlichen rechteckformig ausgebildet ist und. an 
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einer Seite einen V-formigen Vorsprung aufweist, dem die Schenkel 
17a und 17b der Grundplatte 3 zugeordnet sind. 

Die von der Basisplatte 25 aus gemessene H6he des Rahmens 27 
kann auf unterschiedliche Einsatzfaile abgestimmt werden. Es ist 
5 goindsatzlich auch moglich, die Lagereichrichtung 23 unmittelbar an 
der Basisplatte 25 zu befestigen, die Hdhe des Rahmens 27 also 
quasi auf Null zu reduzieren. Entscheidend ist, dass in der in den 
Figuren 1 bis 3 wiedergegebenen unbelasteten ersten Funktionsstel- 
lung die Oberfiache 5 der Grundplatte 3 gegenQber der Lagereinrich- 
10 tung 23 und damit gegenQber dem Rahmen 23, beziehungsweise 
der Basisplatte 25 vorspringt. 

Figur 4 zeigt in perspektivischer Ansipht die der Oberfiache 5 der 
Grundplatte 3 gegenQberliegende Seite der Plattform 1 , also die Un- 
terseite der Darstellung nach Figur 3. Gleiche Teile sind mit gleichen 
15 Bezugsziffem versehen, so dass auf die Beschreibung der vorange- 
gangenen Figuren verwiesen wind. 

Aus Figur 4 ist ersichtlich, dass der Rahmen 27 einen Hohlraum 41 
umschlieSt, in den der Ansatz 37 ragt. 

Figur 5 stellt ein abgewandeltes AusfQhrungsbeispiel einer Plattform 
20 1 dar. Gleiche Teile sind auch hier mit gleichen Bezugsziffem verse- 
hen, so dass auf die Beschreibung zu den Figuren 1 bis 4 verwiesen 
wird und im Folgenden lediglich auf Unterschiede eingegangen wer- 
den kann. 

Die Draufsicht zeigt die Plattform 1 mit einer Grundplatte 3, auf de- 
25 ren Oberfiache 5 mindestens ein, hier - wie bei dem vorangegange- 
nen AusfQhrungsbeispiel - acht Abstandshalter 7 vorgesehen sind, 
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die auch hier nahe den Auftenkanten der Grundplatte 3 angeordnet 
sind. Die Grundplatte 1 ist von einer Lagereinrichtung 23 umgeben, 
die grundsatzlich gleich aufgebaut ist, wie die bei dem vorangegarv 
genen AusfQhrungsbeispiel der Plattform 1. Lediglich im Bereich der 
5 oberen Schmalseite 15 der Grundplatte weist die Lagereinrichtung 
23 einen symmetrisch zur Symmetrieachse 13 angeordneten, im 
Wesentlichen rechteckfOrmigen Vorsprung 43 auf, der als Pipettie- 
ransatz ausgebildet ist, eine Pipettierflache 45 und einen diesen um- 
gebenden Rand 47 aufweist. In der Pipettierflache 45 ist eine hier 
10 Offnung 49 vorgesehen, uber die eine FIQssigke'rt zugeftlhrt werden 
kann. 

Der entlang der Linie A-A gefOhrte Langsschnitt durch die Plattform 
1, der in Figur 6 wiedergegeben ist, lasst erkennen, dass die Pipet- 
tierflache 45 ausgehend von der Offnung 49 in Richtung auf die 
15 Grundplatte 3 abfailt. 

Die Schnittdarstellung gemaR Figur 6 zeigt deutlich, dass der Vor- 
sprung 43 vorzugsweise Teil der Lagereinrichtung 23 ist. Diese Aus- 
fuhrungsform ist besonders einfach herstellbar. Denkbar ist es aber 
auch, einen getrennten Vorsprung vorzusehen. Es muss dann je- 
20 doch darauf geachtet werden, dass die Pipettierflache 45 mdglichst 
ansatzlos in die Oberfiache 51 der Lagereinrichtung 23 Qbergeht, 
damit auf die Pipettierflache 45 aufgegebene Flussigkeit problemlos 
zur Grundplatte 3 gelangen kann. 

Figur 6 zeigt deutlich, dass die Grundplatte 3 gegenQber der La- 
25 gereinrichtung 23 aber auch gegenuber dem Rahmen 27 bezie- 
hungsweise der Basisplatte 25 vorspringt, wenn die Lagereinrichtung 
23 unbelastet ist, wie dies in den Figuren 1 bis 8 dargestellt ist. 
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Figur 7 zeigt einen entlang der in Figur 5 dargestellten Linie B-B ge- 
fQhrten Querschnitt durch die Plattform 1. Deutlich wird hier, dass 
der Obergang der Grundplatte 3 in die Lagereinrichtung 23 auf bei- 
den Langsseiten der Grundplatte 3 gleich ausgebildet ist 

5 Der mit C in Figur 7 dargestellte Obergangsbereich zwischen Grund- 
platte 3 zur Lagereinrichtung 23 und von dieser zum Rahmen 27 ist 
in Figur 8 deutlich vergrOBert dargestellt Gleiche Teile sind mit glei- 
chen Bezugsziffern versehen, so dass auch hier auf die Beschrei- 
bung zu den vorangegangenen Rguren verwiesen wird. 

10 Figur 8 zeigt deutlich, dass die Grundplatte 3 Qber die Oberflache 51 
der Lagereinrichtung 23 vorspringt. Die VergroBerung zeigt auch ei- 
nen der Abstandshalter 7, der von der Oberflache 5 der Grundplatte 
3 entspringt. Ohne weiteres ist hier auch erkennbar, dass die La- 
gereinrichtung in ihrer ersten Funktionsstellung nicht Qber die in Zu- 

15 sammenhang mit Figur 2 angesprochene gedachte Ebene hinaus- 
ragt, sondem gegenuber dieser zurQckspringt 

Durch die VergroBerung wind augenscheinlich, dass die Lagerein- 
richtung 23 auf die Stirnseite 31 des Rahmens 27 aufgebracht ist. 
Oberhalb der Stirnseite 31 liegt der erste Bereich 29 der Lagerein- 
20 richtung 23. 

In einem Abstand zum Rahmen 27 verlauft die rechte Langskante 1 1 
der Grundplatte 3, die hier in die Lagereinrichtung 23 eingreift, so 
dass die Grundplatte 3 sicher mit dieser verbunden ist Die Grund- 
platte weist einen in die Lagereinrichtung 3 reichenden Vorsprung 53 
25 auf, urn eine sichere Verankerung an der Lagereinrichtung 23 zu 
gewahrleisten. Dieser ragt nach unten, also in entgegengesetzter 
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Richtung wle der Abstandshalter 7, der von der OberflSche 5 der 
Grundplatte 3 entspringt 

Der Befestigungsbereich der Grundplatte 3 in der Lagereinrichtung 
23 wird als zweiter Bereich 33 bezeichnet Zwischen dem ersten Be- 
5 reich 29 und dem zweiten Bereich 33 der Lagereinrichtung 23 befin- 
det sich der nachgiebige dritte Bereich 35, der sich vorzugsweise 
durch eine reduzierte Wandstarke auszeichnet, also besonders elas- 
tisch ist. 

Die reduzierte WandstSrke wird dadurch erreicht, dass in die La- 
ic, gereinrichtung 23 im dritten Bereich 35 von unten eine Nut 55 einge- 
bracht ist FQr die Ausbildung des elastischen dritten Bereichs 35 
kommt es allerdings nicht darauf an, ob die, Nut 55 - wie hier - von 
unten in die Lagereinrichtung 23 eingebracht wircl Oder von oben. 
Entscheidend ist, dass der erste Bereich 29 gegenQber dem zweiten 
15 - Bereich 33 der Lagereinrichtung 23 verlagerbar ist 

Figur 9 zeigt einen Teil eines weiteren AusfQhrungsbeispiels einer 
Plattform 1, namlich deren Grundplatte 3, die auf einen Objekttrager 
aufgebracht ist Gleiche Teile sind mit gleichen Bezugszeichen ver- 
sehen, so dass insofem auf die Beschreibung zu den vorangegan- 
20 genen Figuren verwiesen wird. 

Die Grundplatte 3 liegt mit ihrer OberflSche 5 auf der Oberfiache 59 
des Objekttragers auf, und zwar in einem Abstand, der durch die 
H6he der Abstandshalter 7 vorgegeben wind. 

In Figur 9 ist aus Grflnden der besseren Obersichtlichkeit der Rah- 
25 men 27 weggelassen, der bei den anderen AusfQhrungsbeispielen in 
den Figuren 1 bis 8 dargesteltt war. Es ist daher ohne weiteres der 
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Ansatz 37 erkennbar, der im Bereich der hier nicht dargestellten 
Symmetrieachse 13 der Grundplatte 3 angeordnet ist. Auf dieser ist 
auch ein Vorsprung 61 vorgesehen, der mit der der Oberflache 5 
gegen-Qberliegenden Unterseite 63 der Grundplatte 3 verbunden, 
5 vorzugsweise einstQckig mit dieser ausgebildet ist. Die von der Un- 
terseite 63 aus gemessene Hone des Vorsprungs 61 ist, genauso 
wie dessen Langserstreckung entlang der Symmetrieachse 13 und 
Dicke an verschiedene Einsatzfaile anpassbar. Der Vorsprung 61 
dient als Ansatz fur eine so genannte Torkelvorrichtung, mit der die 
10 Grundplatte 3 etwas nach rechts und links und vorne und hinten ver- 
kippt werden kann. Diese Kippbewegung dient insbesondere dazu, 
die FIQssigkeit in dem zwischen der Oberflache 5 der Grundplatte 3 
und der Oberflache 69 des Objekttragers 57 eingeschlossenen 
Raum zu vermischen. 

15 Bei der Darstellung gemaR Figur 9 ist die Lagereinrichtung 23" nach 
unten, das heiftt auf die Oberflache 59 des Objekttragers 57 ge- 
drQckt, so dass der zwischen Grundplatte 3 und Objekttrager 57 ein- 
geschlossene Raum rundum abgedichtet wird. Dabei wird der erste 
Bereich 29 von dem hier nicht dargestellten Rahmen gegen den Ob- 

20 jekttrSger 57 gedrfickt Der gegenQberliegende zweite Bereich 33 ist 
an der Grundplatte 3 befestigt Dazwischen befindet sich ein hier 
nach oben gew6lbter drifter Bereich 35, der eine Relativbewegung 
zwnschen dem ersten Bereich 29 und dem zweiten Bereich 33 der 
Lagereinrichtung 23 ermSglicht und damit eine Abdichtung des 

25 Raums zwischen Grundplatte 3 und ObjekttrSger 57. Der elastische 
dritte Bereich 35 ermoglicht auch die Kippbewegung der Grundplatte 
3 gegenQber dem ObjekttrSger 57, ohne dass die Dichtwirkung des 
ersten Bereichs 29 gegenQber der Oberflache 59 des Objekttragers 
57 aufgehoben wQrde. Bei einer derartigen Kipp- oder Torkelbewe- 
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gung der Grundplatte wird der elastische dritte Bereich 35 dort ge- 
dehnt, wo die Grundplatte 3 gegenOber der Oberflache 59 des Ob- 
jekttragers etwas angehoben wird. 

Die Grundplatte 3 weist hier noch einen im Bereich einer Ecke ange- 
5 ordneten zweiten Ansatz 65 auf, der in einer hier nicht dargestellten 
Offhung in der Oberflache 5 der Grundplatte 3 endet und damit ei- 
nen Zugang zu dem Raum zwischen Grundplatte 3 und Objekttrager 
57 bildet. Gegebenenfalls ist auch hier ein in Zusammenhang mit 
. Figur 2 erlauterte Membran 39 vorgesehen, die mittels einer Pipet- 
1 o . tiemadel durchstoBbar ist. 

Figur 10 zeigt die Grundplatte 3 der Plattform 1 gemafc Figur 9 in 
Draufsicht, also eine Ansicht der Unterseite 63. Gleiche Teile sind 
auch hier mit gleichen Bezugsziffern versehen, so dass auf die vo- 
rangegangene Fjgurenbeschreibung verwiesen wird. 

15 Die Draufsicht zeigt den entlang der Symmetrieachse 13 verlaufen- 
den Vorsprung und den symmetrisch angeordneten Ansatz 37, au- 
Serdem den zweiten Ansatz 65, der an der Langskante 9 angeordnet 
ist Die Grundplatte 3 ist hier im Wesentlichen rechteckformig aus- 
gebildet und weist abgerundete Kanten auf. Beide Schmalseiten 15 

20 und 17 verlaufen parallel zueinander und senkrecht zu den Langs- 
kanten 9 und 1 1. 

Der Vorsprung 61 ist vorzugsweise mittig zwischen den Schmalsei- 
ten 15 und 17 angeordnet. An Stelle des einen Vorsprungs 61 k6n- 
nen auch mehrere Vorsprtlnge vorgesehen werden, die der Verkip- 
25 pung der Grundplatte 3 gegenuber dem Objekttrager 57 dienen, da- 
mit der Vermischung der im Raum zwischen Grundplatte 3 und Ob- 
jekttrager 57 eingeschlossenen FIQssigkeit. 
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Figur 11 zeigt einen entlang der in Figur 10 dargestellten Linie A-A 
gefOhrten Langsschnitt durch den Teil der Plattform 1, der in den 
Figuren 9 und 10 wiedergegeben ist Gleiche Teile sind mitgleichen 
Bezugsziffern versehen, sodass insofern auf die vorangegangene 
5 Beschreibung verwiesen wird. 

Der Langsschnitt zeigt die Grundplatte 3 mit der umlaufenden La- 
gereinrichtung 23, die einen ersten Bereich 29, einen sich an die 
AuSenkontur der Grundplatte 3 anschliefcenden zweiten Bereich 33 
und einem dazwischen liegenden elastischen zweiten Bereich 35 

10 aufweist. Der elastische Bereich ist nach oben gewolbt, und weist 
hier eine kreisbogenfdrmige Kontur auf. Die elastische Verbindung 
zwischen dem ersten Bereich 29 und dem zweiten Bereich 33 erfolgt 
auch hier dadurch, dass der dritte Bereich 39 eine reduzierte Wand- 
starke aufweist. Hier ist eine in Richtung zur Oberflache 59 des Ob^ 

15 jekttragers 57 offene Nut 55 vorgesehen. 

Die Oberflache 5 der Grundplatte 3 ist, wie bei den vorangegange- 
nen AusfQhrungsbeispielen, mit mindestens einem Abstandshalter 
versehen, sodass diese nicht direkt auf der Oberflache 59 des Ob- 
jekttragers 57 aufliegt, sondem vielmehr einen Raum zwischen der 

20 Oberflache 5 und der Oberflache 55 verbleibt, der hier lediglich 
durch eine dickere Linie angedeutet ist. Dieser Raum kann Ober den 
Ansatz 37 mit Flussigkeit versorgt werden. Auch ist es denkbar, die- 
se Ober den Ansatz 37 wieder abzuleiten. Gepunktet ist auch hier 
eine Membran 39 dargestellt, mit der sowohl der Ansatz 37 als auch 

25 der zweite Ansatz 65 abgeschlossen werden kann, wobei die Memb- 
ran 39 mittels einer Pipettiemadel durchstechbar ist Das Material 
der Membran 39 wird vorzugsweise so gewahlt, dass das durch die 
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Pipettiemadel gebildete Loch sich nach deren Entfernung wieder 
selbstandig verschlieSt. 

Es sei hier noch einmal darauf hingewiesen, dass der erste Bereich 
29 der Lagereinrichtung 23 mit einem Rahmen 27 Oder unmittelbar 
5 mit einer Basisplatte 25 verbunden werden kann, was anhand der 
Figuren 1 bis 8 dargestellt und erlSutert wurde. 

Figur 12 zeigt eine anhand der Figuren 1 bis 4 eriauterte Plattform 1, 
die von einer Halterung 67 gehalten wird. Die Halterung 67 weist ent- 
lang ihrer LSngskanten 9' und 1 1/ U-formige Schienen 69, 61 auf, die 

10 sich entgegengesetzt zueinander affnen und so ausgebildet sind, 
dass sie die Basisplatte 25 der Plattform 1 rechts und links umgrei- 
fen. Die Schienen 69 und 61 veriaufen parallel zu den Langskanten 
der Plattform 1, damit auch zu den Langskanten 9 und 11 der 
Grundplatte 3, sod^ss die Plattform 1 innerhalb der Schienen 69, 71 

15 in Langsrichtung der Schienen verschoben werden kann. 

Auf ihrer in Figur 12 linken Seite 73 sind die Schienen 69 und 71 of- 
fen, sodass die Plattform 1 in die Halterung eingeschoben werden 
kann. Auf der rechten Seite der Halterung 67 sind Ansatze 75 und 
77 vorgesehen, die gemSB Figur 12 nach oben vorspringen und je- 
20 weils einen nach auSen gerichteten Achsstummel 79, 81 tragen. 

In der Darstellung gema& Figur 12 ist die Plattform 1 wie anhand von 
Figur 3 erlautert angeondnet. Die perspektivische Ansicht zeigt also 
die Oberfiache 5 der Grundplatte 3 mit dem mindestens einen Ab- 
standshalter 7. 

25 Anstelle der Plattform 1, die in den Figuren 1 bis 4 dargestellt wurde, 
kann auch die Plattform vorgesehen werden, die anhand der Figuren 
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5 bis 8 dargestellt und beschrieben wurde. SchlieBlich ist es auch 
mOglich, die in den Figuren 9 bis 11 wiedergegebene Plattform 1 in 
die Halterung 67 einzuschieben, sofern hier die Basisplatte 65 und 
der Rahmen 27 erganzt werden, der anhand der vorangegangenen 
5 AusfQhrungsbeispiele eriautert wurde. 

Figur 13 zeigt in perspektivischer Ansicht eine Vorrichtung 83 zum 
Benetzen von Objekten, insbesondere zur Realisierung einer Inkuba- 
tions-/Hybridisierungskammer. Die Vorrichtung 83 umfasst die an- 
hand von Figur 12 erlauterte Halterung 67 mit der Plattform 1, die 

10 hier in perspektivischer Ansicht ahnlich Figur 4 dargestellt ist Die 
Halterung 67 ist hier in ein Basisteil 85 eingesetzt, das im Wesentli- 
chen U-formig ausgebildet ist, also eine Basis 87 aufweist, an deren 
Langskanten Seitenwande 89 und 91 vorgesehen sind. In diese sind 
gegenQberliegende L-fQrmige Ausnehmungen 93 und 95 einge- 

15 bracht, in die die Achsstummel 79 und 81 der Halterung 67 eingrei- 
fen, sodass diese verschwenkbar mit dem Basisteil 85 verbunden ist. 
In der Darstellung gemaS Figur 13 ist die Halterung 67 nach unten 
verschwenkt und wird in dieser Position von einer Haltenase 97 
gehalten, die beispielsweise mit der Basis 87 elastisch nachgiebig 

20 verbunden ist 

Das Basisteil 85 dient der Aufnahme und Halterung eines Objekttra- 
gers 57, der durch eine Sicherungsnase 99 gehalten wird. 

Durch die Halterung 67 wird die Grundplatte der Plattform 1 gegen 
die Oberflache 59 des Objekttragers 57 angepresst, sodass, wie bei 
25 den Darstellungen gemaS den Figuren 9 bis 11 zwischen der Ober- 
flache 5 der Grundplatte 3 und der Oberflache 59 des Objekttragers 
57 ein Raum ausgebildet wird, weil die Grundplatte 3 durch die Ab- 
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standshalter 7 in einem Abstand zum Objekttrager 57 gehalten wind. 
Der Raum wird rund urn durch den als Dichtung wirkenden ersten 
Bereich 29 der Lagereinrichtung 23 abgedichtet. 

Wird die Haltenase 97 zurOckgeschwenkt, gibt sie die Halterung 67 
5 frei, sodass diese nach oben geschwenkt werden kann. Da die Aus- 
nehmungen 93 und 95 in den Seitenwanden 89 und 91 nach oben 
offen sind, kann die Halterung 67 ganz vom Basisteil 85 getrennt 
werden, weil die Achsstummel 79 und 81 von den Ausnehmungen 
93 und 95 freigegeben werden konnen. Dazu wild die hochge- 
10 schwenkte Halterung 87 in Richtung auf die Haltenase 97 verlagert, 
sodass die Achsstummel 79 und 81 freigegeben werden. 

Figur 14 zeigt die Vorrichtung 83 im Langsschnitt, wobei die Schnitt- 
linie entlang der Langsmittelebene der Vorrichtung 83 verlauft. Glei- 
che Teile sind mit gleichen Bezugsziffern versehen, sodass insofern 
15 auf die Beschreibung der vorangegangenen Figuren verwiesen wird. 

Figur 14 zeigt das Basisteil 85 mit der Haltenase 97, die in der hier 
dargestellten Verriegelungsstellung die Halterung 67 etwas Clbergreift 
und unter einer Vorspannung festhalt. Damit wird die von der Halte- 
rung 67 gehaltene Plattform 1 gegen den Objekttrager 57 ange- 

20 drQckt, der vom Basisteil 85 gehalten wird. Insbesondere wird die 
Grundplatte 3 der Plattform 1 mit ihrer Oberflache 5 gegen die Ober- 
flache 59 des Objekttragers 57 gedruckt, wobei hier durch die Ab- 
standshalter 7 der Grundplatte 3 ein Raum verbleibt, der Qber den 
Ansatz 37 mit FIQssigkeit versorgt werden kann. Diese kann Qber 

25 denselben Ansatz 37 oder Qber einen weiteren Ansatz abgesaugt 
werden, wie er beispielhaft im Zusammenhang mit dem in Figuren 9 
bis 1 1 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel erlautert wurde. 
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lm Folgenden wird auf die Funktion der Plattform im Zusammenhang 
mit einer Vomchtung zum Benetzen von Oberflachen beziehungs- 
weise einer Inkubatfons^/Hybridisierungskammer naher eingegan- 
gen, ebenso auf das Verfahren zum Benetzen von Objekten, insbe- 
5 sohdere zur Bildung einer lnkubations-/Hybridisierungskammer. 

Grundsatzlich ist es bekannt, Vorrichtungen zum Benetzen von Ob- 
jekten und Kammem der hier angesprochenen Art dadurch zu reali- 
sieren, dass die Grundplatte 3 einer Plattform 1, auf deren Oberfla- 
che 5 mindestens ein Abstandshalter 7 vorgesehen ist, auf die Ober- 

10 flache 59 eines Objekttragers aufgebracht wird, wobei ein Raum zwi- 
schen Grundplatte und Objekttrager eingeschlossen wird, dessen 
Dicke von der Hohe der Abstandshalter bestimmt wird. Die Hohe 
kann beispielsweise 6/100 mm betragen. In den Raum wird auf ge- 
eignete Weise, beispielsweise Gber einen Ansatz 37 oder Ober eine 

15 Pipettierflache 45, eine FIQssigkeit eingebracht, die diesen aufgrund 
von Kapillar- und Adhasionskraften vollstandig ausfOllt. Bei Verwen- 
dung einer Pipettierflache kann nur dann FIQssigkeit in den Raum 
eingebracht werden, wenn die Plattform 1 nicht auf einen Objekttra- 
ger gedruckt wird, Weil nur dann die Lagereinrichtung 23 den Raum 

20 noch nicht abdichtet. 

Wird die Grundplatte 5 nur auf den Objekttrager 57 aufgesetzt, also 
nicht angepresst, wird ein Raum eingeschlossen, dessen Seiten of- 
fen sind. Es ist also grundsatzlich moglich, dass hier FIQssigkeit aus- 
tritt und gegebenenfalls die Umwelt belastet, zumindest den Benut- 
25 zer der Plattform 1. Denkbar ist es aber auch, dass FIQssigkeit aus 
dem Raum entweicht und verdunstet, was angesichts des hohen 
Preises einiger FIQssigkeiten sehr nachteilig ist. 
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Die anhand der Figuren eiiauterte Plattform 1 zeichnet sich dadurch 
aus, dass sie eine Grundplatte 3 aufweist und einen Rahmen 27, der 
diese tragt Der Rahmen ist mit einer Basisplatte 25 verbunden. Die 
Plattform 1 ist dadurch gekennzeichnet dass die Grundplatte 3 nicht 
5 fest mit dem Rahmen 27 beziehungsweise der Basisplatte 25 ver- 
bunden, sondem dass eine bewegliche Aufhangung vorgesehen ist 
Diese bewegliche Verbindung wird durch die Lagereinrichtung 23 
realisiert, die in unbelastetem Zustand die Grundplatte 3 in einer 
vorgegebenen Position so halt, dass sie Gber die Lagereinrichtung 
10 23 beziehungsweise Ober den Rahmen 27 und die Basisplatte 25 
vorsteht. 

Diese vorgegebene Anordnung der Grundplatte 3 gegenUber der 
Lagereinrichtung 23 bewirkt Folgendes: Wird die Oberflache 5 der 
Grundplatte 3 einem Objekttrager angenShert, so berilhrt zunachst 

15 der mindestens eine Abstandshalter 7 der Oberflache 5 der Grund- 
platte 3 die Oberflache 59 des Objekttragers 57, wobei ein definierter 
randoffener Raum eingeschlossen wird. Der Abstand zwischen der 
Oberflache 5 und der Oberflache 59 ist grSBer als der zwischen der 
Oberflache 51 der Lagereinrichtung 23 und der Oberflache 59 des 

20 Objekttragers. Daher bleibt die FIQssigke'rt im schmaleren Spait zwi- 
schen Objekttrager 57 und Grundplatte 3, sie flie&t also nicht in den 
etwas grOSeren Spalt zwischen der als Dichtung wirkenden La- 
gereinrichtung 23 und dem Objekttrager 57. 

Wird auf den Rahmen 27 der Plattform 1 nun ein Druck ausgeubt, so 
25 kann der erste Bereich 29 der Lagereinrichtung 23 gegenuber dem 
zweiten Bereich 33 eine Relativbewegung ausfQhren, weil ein elasti- 
scher dritter Bereich 35 zwischen den beiden ersten und zweiten 
Bereichen vorgesehen ist Ein Druck auf die Plattform 1 bewirkt, 
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wenn die Grundplatte 3 auf einem Objekttrager aufliegt, dass der 
erste Bereich 29 auf den Objekttrager zubewegt wird, bis der erste 
Bereich 29 die Oberflache 59 beruhrt und dort dichtend anliegt Da- 
mit wird der Raum zwischen Grundplatte 3 und Objekttrager 57 im 
5 Randbereich vollstandig abgedichtet Da vorzugsweise der erste Be- 
reich 29 der Lagereinrichtung 23 auf einer Stirnseite 31 des Rah- 
mens 27 angeordnet ist, kann der Rahmen 27 den ersten Bereich 29 
Qber die gesamte Umfangsflache um die Grundplatte 3 herum dich- 
tend an den Objekttrager 57 anpressen. Damit wirkt die Lagerein- 

10 richtung 23 einerseits als elastische Aufhangung fQr die Grundplatte 
3, andererseits aber auch als Dichtung gegendber der Oberflache 59 
des ObjekttrSgers 57. Die Oberflache des ersten Bereichs 29 kann 
entsprechend an diese Funktion angepasst werden, beispielsweise 
entlang der AuSenkontur der Grundplatte 3 verlaufende Rippen und 

15 Rillen, also Lamellen airfweisen, um die Dichtwirkung zu verbessem. 
Die Anzahl der Lamellen kann an den Anwendungsfall angepasst 
werden. Es kann also auch ausreichen, lediglich eine einzige umlau- 
fende Lamelle vorzusehen. 

Durch den ersten Bereich 29 der Lagereinrichtung 23 wird der Raum 
20 zwischen Grundplatte 3 und Objekttrager 57 druckdicht abgeschlos- 
sen, sodass auch eine ErwSrmung einer in diesem Raum einge- 
brachten Flussigkeit nicht zu deren Verdampfung fQhrt. 

Um einen Oberdruck in dem Raum zu vermeiden, kann der erste 
Bereich 29 auch mit senkrecht zur Au&enkontur der Grundplatte 3 
25 verlaufenden Rinnen versehen werden, die so flach sind, dass sie ab 
einem gewissen Anpressdruck gegenuber dem Objekttrager 57 ge- 
schlossen sind. Ab einem bestimmten Innendruck im Raum konnen 
die Rinnen aufgedruckt werden sodass ein sogenanntes Abblasen 
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erfolgt und eine Beschadigung des Objekttragers und/oder der Platt- 
form 1 sicher vermieden wfrd. 

Die FIQssigkeit kann Qber den mindestens einen Ansatz 37, 65 in 
den Raum zwischen Gaindplatte 3 und Objekttrager 57 eingebracht 
5 werden. Es ist aber auch mOglich, Qber eine Pipettierflache 45 FIQSr 
sigkeit in den Raum einzufQhren, wenn die Grundplatte 3 noch nicht 
fest gegen den Objekttrager 57 angepresst wird. Dazu kann Flussig- 
keit auf die Pipettierflache 45 aufgetraufelt oder Qber eine Offnung 
49 im Bereich der Pipettierflache 45 FIQssigkeit zugefQhrt werden, 
10 die dann in den Raum eindringen kann, wobei, wie gesagt, Kapillar- 
und Adhasionskrafte wirken. 

Die FIQssigkeit kann durch eine einzige Offnung aus dem Raum ab- 
gesaugt werden. Um den Absaugvorgang zu erleichtem, kann die 
Grundplatte 3 gegenQber dem Objekttrager verschwenkt werden, 

15 sodass ein sich verandemder Abstarid zwischen Oberfiache 5 der 
Grundplatte und Oberfiache 59 des Objekttragers 57 gebildet wind 
und sich die Flussigkeit in den Bereich kleinster Dicke zurilckzieht. 
Es ist damit m6glich, die FIQssigkeit in einen definierten Bereich des 
Raumes zu leiten und dort abzusaugen. Beispielsweise kann bei 

20 dem AusfQhrungsbeispiel gemaB Figur 10 die Grundplatte 3 auf dem 
Objekttrager 57 mittels des Vorsprungs 61 im oberen Bereich etwas 
angehoben werden, sodass die im Raum zwischen Grundplatte 3 
und Objekttrager 57 eingeschlossene FIQssigkeit sich entlang der 
unteren Langskante 9 sammelt. Ober den zweiten Ansatz 65 kann 

25 diese dann leicht abgesaugt werden. 

Denkbar ist es auch, mit dem Vorsprung 61 die Grundplatte 3 im lin- 
ken Bereich, also im Bereich der Schmalseite 17 etwas anzuheben, 
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sodass sich die FIQssigke'rt im Bereich des Ansatzes 67 sammelt und 
abgesaugt werden kann. 

Vorzugsweise ist die Kippbewegung der Grundplatte 3 so vorzuneh- 
men, dass dabei der umlaufende erste Bereich 29 der hier als Dich- 
5 tung wirkenden Lagereinrichtung 23 nicht von der Oberfiache 59 des 
Objekttragers 57 abgehoben wird. 

Die Grundfunktion der elastisch aufgehangten Grundplatte 3 der 
Plattform 1 kann unabhflngig von der Art des Aufeetzens der Platt- 
form 1 auf einen Objekttrager 57 ausgenutzt werden: Es ist also 

10 moglich, die Grundplatte 3 parallel zum Objekttrager an diesen an- 
zunahern, bis diese auf der Oberfiache 59 anliegt und sich an dem 
mindestens einen Abstandshalter 7 abstQtzt. Es ist aber auch m5g- 
lich, die Plattform 1 mittels einer Schwenkbewegung der Oberfiache 
59 des Objekttragers 57 anzunahern und dabei zunachst die Grund- 

15? platte 3 so auf der Oberfiache 59 des Objekttragers aufzusetzen, 
dass ein randoffener Raum eingeschlossen wird. 

Nach dem Aufsetzen der Grundplatte 3 auf dem Objekttrager 57 wird 
eine Druckkraft auf die Plattform 1 ausgeQbt, bis der erste Bereich 
29 der Lagereinrichtung 23 den ursprunglich randoffenen Raum 

20 rundum abdichtet. Diese Dichtwirkung wird dadurch ermaglicht, dass 
die Lagereinrichtung 23 einen ersten Bereich 29 aufweist, der dem 
Rahmen 27 der Plattform 1 zugeordnet ist, und einen zweiten Be- 
reich 33, der der AuSenkontur der Grundplatte 3 zugeordnet ist. Zwi- 
schen diesen Bereichen 29 und 33 liegt ein elastischer drifter Be- 

25 reich 35, der nach dem Aufsetzen der Grundplatte 3 eine weitere 
Bewegung des ersten Bereichs 29 zulasst, bis dieser dichtend auf 
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der Oberfiache 59 des Objekttragers 57 anliegt und der Raum zwi- 
schen Grundplatte und Objekttrager vollstandig eingesch lessen ist. 

Ein Verglelch der Ausfuhrungsbeispiele nach den Figuren 1 bis 8 
und 9 bis 1 1 zeigt, dass es allein entscheidend ist t dass der erste 
5 Bereich 29 und der zweite Bereich 33 der Lagereinrichtung 23 elas- 
tisch miteinander verbunden sind und zwar durch den elastischen 
dritten Bereich 35. Wie dieser im Einzelnen ausgefQhrt ist, ist mehr 
oder weniger freigestellt. Das in den Figuren 1 bis 6 dargestellte Aus- 
fQhrungsbeispiel zeichnet sich allerdings dadurch aus, dass dem 

10 Objekttrager 57 eine glatte Oberfiache 51 der Lagereinrichtung 23 
zugewandt ist, sodass sich hier, anders als bei dem AusfQhrungsbei- 
spiel nach den Figuren 9 bis 11, keine Substanzen ablagem kOnnen; 
Bei dem AusfQhrungsbeispiel nach den Figuren 1 bis 11 kfinnen sich 
in der Nut 55 Substanzen ablagem, die mOglicherweise Untersu- 

15 1 chungsergebnisse negativ beeinflussen. 

Allen AusfQhrungsbeispielen ist gemeinsam, dass in die Oberfiache 
5 der Grundplatte 3 mindestens eine Offnung mundet, uber die FIQs- 
sigkeit in den Raum zwischen Grundplatte und Objekttrager einge- 
bracht und abgesaugt werden kann. Dabei kann die FIQssigkeit Qber 

20 eine einzige Offnung eingebracht und abgesaugt werden. Denkbar 
ist es aber auch, zwei an gegenuberiiegenden Seiten des einge- 
schlossenen Raums vorgesehene Offnungen anzuordnen, uber die 
in den Raum eingebrachte FIQssigkeiten durch eine Stromung aus- 
getragen werden kfinnen. Es wird dann in einer Offnung eine FIQs- 

25 sigkeit eingeleitet und Qber die andere Offnung FIQssigkeit abge- 
saugt, bis eine bestimmte FIQssigkeit durch eine andere vollstandig 
verdrangt ist. 
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Die Lagereinrichtung 23 besteht vorzugsweise aus einem elasti- 
schen Material, das gegenuber den im Gebrauch der Plattform 1 
verwendeten FIQssigkeiten inert und insbesondere reversibel ver- 
formbar ist. Besonders bevorzugt wird Silikon. Durch die reversible 
5 Verformbarkeit ist es moglich, die Plattform 1 viele Male einzusetzen, 
wobei die Grundplatte 3 in einer ersten Funktionsstellung in eine 
quasi vorgeschobene Position gehoben wird und in einer zweiten 
Funktionsstellung die Lagereinrichtung 23 mit dem ersten Bereich 29 
als Dichtung dient. Dazu bedarf es einer Relativbewegung zwischen 

10 ' diesem ersten Bereich 29 und einem zweiten Bereich 33, der mit der 
Grundplatte 3 gekoppelt ist. Diese Bewegung wird rtlcklaufig ausge- 
fOhrt, wenn die Anpresskraft auf die Plattform 1 reduziert und der 
erste Bereich 29 von der Oberfiache 59 des Objekttragers 57 abge- 
hoben wird. Das hei&t also, beim Abnehmen der Plattform 1 wird die 

is Grundplatte 3 wieder in ihre herausgehobene Ausgangspos'rtion zu- 
rQckverlagert. 

FGr die hier beschriebene Funktion ist es von entscheidender Bedeu- 
tung, dass eine Relativbewegung zwischen der Grundplatte 3 und 
den diese tragenden Rahmen 27 ermdglicht ist. 

20 Durch eine geeignete Halterung 67 kann die Plattform 1 leicht auf- 
genommen werden, wobei durch Schienen 69 und 71 eine Verlage- 
rung der Plattform 1 dergestalt moglich ist, dass bestimmte Bereiche 
der Oberfiache 59 eines Objekttragers 57 abgedeckt werden, urn 
einen eingeschlossenen Raum zu bilden. Es ist also nicht mehr na- 

25 tig, die komplette Oberfiache 59 des Objekttragers 57 abzudecken. 
Vielmehr konnen mit relativ kleinen Grundfiachen einer Grundplatte 
3 spezielle Bereiche des Objekttragers 57 abgedeckt werden. Einer- 
seits wird also FlQssigkeit dadurch eingespart, dass ein Verduns- 
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tungsschutz geschaffen wind, andererseits ergibt sich auch ein Spar- 
potential dadurch, dass verschiedene kleine Bereiche der Oberflache 
eines Objekttragers defmiert abgedeckt und abgedichtet werden. 

Es zeigt sich im Obrigen auch, dass der Halter 67 sehr einfach auf- 
5 gebaut und somit preiswert realisierbar ist. Auch ist eine Reinigung 
des Halters aufgrund der einfachen Struktur leicht moglich. Der Hal- 
■, ter kann ohne we'rteres mit einer Basis 67 komblniert werden, wobei 
besonders bevorzugt wird, dass eine losbare Verbindung zwischen 
einem Basisteil 85 und der Halterung 67 realisiert wird. 

10 Das in Figur 13 und 14 dargesteilte Basisteil 85 kann auch insofern- 
abgewandeK werden, als mehrere parallel zueinander liegende Sei- 
tenwande 89 und 91 vorgesehen werden, zwischen denen jeweils 
eine Halterung schwenkbar angeordnet werden kann. Das Basisteil 
85 kann also auch eine Vielzahl von nebeheinander liegenden OtK 

15 jekttragem 57 aufhehmen, auf die dann mittels der Halterung 67 je- 
weils eine Plattform 1 abgesenkt wird. 

Grunds§tzlich ist es auch mdglich, innerhalb einer Halterung 67 zwei 
hintereinander liegende Plattformen in die Schienen 69 und 71 ein- 
zufGhren und verschiedene Bereiche eines Objekttragers zu unter- 

20 suchen. Mit Hirfe der hier beschriebenen Plattform 1 k5nnen auch 
sehr kleine Bereiche der Oberflache 59 eines Objekttragers 57 dicht 
abgeschlossen werden, sodass das Volumen der verwendeten Rea- 
genzien stark reduziert werden kann. Der durch die Lagereinrichtung 
23 realisierte Verdunstungsschutz fQhrt zusatzlich zu einer Ersparnis 

25 an Reagenzien, was angesichts des hohen Preises einiger derartiger 
Reagenzien einen groSen Vorteil darstellt. 
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Die hier beschriebene Plattform 1 zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie einfach aufgebaut und daher kostengQnstig herstellbar ist Die 
Erlauterungen zeigen, dass die Plattform einfach zur Realisierung 
einer Vorrichtung zum Benetzen von Objekten, insbesondere von 
5 lnkubations-/Hybridisierungskammern einsetzbar ist Dabei ist ohne 
besondere Vorkehrungen die entstehende Kammer auf einfache 
Weise gegen Verdunstung geschQtzt, indem diese rundum durch 
eine Dichtung abgeschlossen wird, die durch die Lagereinrichtung 23 
zwischen Grundplatte 3 und dem diese tragenden Rahmen 27 reali- 
10 sierbar ist Auch wird deutlich, dass die Plattform 1 bei automatisier- 
ten Verfahren veiwendbar ist, bei denen die Zu-/Abfuhr von .Reagen- 
zien mittels Pipettierautomaten erfolgt 
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AnsprUche 

1. Plattform far eine Vorrichtung zum Benetzen von Objekten, ins- 
besondere fQr eine lnkubations-/Hybridisiemngskammer, die be- 
grenzt wird durch einen Objekttrager (57) und durch die in einem 
5 Abstand zum Objekttrager (57) angeordnete Plattfoim (1), die eine 
mit mindestens einem Abstandshalter (7) versehene Grundplatte (3) 
und einen diese tragenden Rahmen (27) aufweist, dadurch ge- 
. kennzeichnet, dass die Grundplatte (3) gegenQber dem Rahmen 
(27) mittels einer Lagereinrichtung (23) beweglich gelagert ist, dass 
10 die Lagereinrichtung in einer ersten Funktionsstellung die Grundplat- 
te (3) so halt, dass sie gegenQber dem Rahmen (27) und/oder der 
Lagereinrichtung (23) vorspringt und in einer zweiten Funktionsstel- 
lung bereichsweise Qber eine gedachte Ebene (E) hinausragt, in der 
die Oberfiache (5) der Grundplatte angeordnet ist. 

15 2. Plattform nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Lagereinrichtung (23) aus elastischem Material - vorzugsweise aus 
Silikon - besteht. 

3. Plattform nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Lagereinrichtung (23) ringf6rmig ausgebildet ist. 

20 4. Plattform nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Lagereinrichtung (23) folgende Bereiche 
aufweist: einen ersten Bereich (29), der mit dem Rahmen (27) be- 
ziehungsweise mit dessen Stirnseite (31) verbunden ist, einen zwei- 
ten Bereich (33), der mit der Grundplatte (3) verbunden ist und einen 

25 nachgiebigen dritten Bereich (35), der zwischen dem ersten Bereich 
(29) und dem zweiten Bereich (33) angeordnet ist. 
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5. Plattform nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass der dritte Bereich (35) eine dunnere Wand- 
starke aufweist als der erste Bereich (29) und/oder der zweite Be- 
reich (33). 

5 6. Plattform nach einem der vorhergehenden AnsprOche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Lagereinrichtung (23) einen als Pipettie- 
ransatz dienendeh Vorsprung (43) aufweist. 

. 7. Plattform nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Grundplatte (3) mindestens einen Ansatz 
10 (37,65) aufweist 

8. Plattform nach einem der vorhergehenden AnsprOche, gekenn- 
zeichnet durch mindestens eine Zuleitung zu dem zwischen der 
Grundplatte (3) und dem Objekttrager (57) liegenden Raum. 

9. Plattform nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die 
15 mindestens eine Zuleitung eine in der Oberflache der Grundplatte 

liegende Offhung (21) aufweist. 

10. Plattform nach einem der vorhergehenden AnsprOche, gekenn- 
zeichnet durch mindestens eine Ableitung von dem zwischen 
Grundplatte (3) und Objekttrager (57) liegenden Raum. 

20 11. Plattform nach Anspruch 1 0, dadurch gekennzeichnet, dass die 
mindestens eine Ableitung eine in der Oberflache (5) der Grundplatte 
(3) liegende Offnung aufweist. 

12. Plattform nach einem der AnsprOche 1 bis 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die mindestens eine Zu- und/oder die mindestens 
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eine Ableitung -vorzugsweise durch eine Membran (39)- verschlieG- 
bar ist 

13. Plattform nach einem der vorhergehenden Ansprtlche, gekenn- 
zeichnet durch eine Halterung (67). 

5 14. Plattform nach einem der vorhergehenden Ansprtlche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Hafterung mit einem Basisteil (85) 
-vorzugsweise schwenkbar- verbindbar ist 

15. Verfahren zum Benetzen von Objekten, insbesondere zur Bit 
dung einer Inkubations-/Hybridisierungkammer mittels einer einen 
10 mit mindestens einem Abstandshalter versehene Grundplatte und 
einen diesen tragenden Rahmen aulweisenden Plattform und eines 
Objekttragers, insbesondere mittels einer Plattform nach einem der 
Ansprtlche 1 bis 14, mit folgenden Schritten: 

- Aufsetzen der Grundplatte auf den Objekttrager, so dass der 
15 mindestens eine Abstandshalter die Grundplatte in einem Ab- 

stand zum Objekttrager halt und ein seitlich offener Raum 
zwischen Grundplatte und Objekttrager eingeschtossen wird, 

- Ausuben einer Kraft auf den Rahmen der Grundplatte, so 
dass eine den Rahmen und die Grundplatte beweglich ver- 

20 bindende Lagereinrichtung den Raum zwischen Grundplatte 

und Objekttrager dichtend abschlieSL 
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